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研究成果の概要（和文）：プロジェクター縮小光学系を使用し、N-フルオロピリジニウム塩を用いた光エッチン
グにより、シリコン表面に凸型球面形状を形成した。プロジェクター縮小光学系を使用した光エッチングを用
い、縦方向曲げ構造を有するシリコン光導波路を形成し、曲げ構造による横方向導波路を通った光の縦方向伝送
を実証した。多光束干渉系を開発し、三光束干渉系を用いた光エッチングにより、格子状のシリコン表面テクス
チャを形成した。

研究成果の概要（英文）：Convex spherical shapes have been formed in silicon surfaces by photoetching
 with N-fluoropyridinium salts using a system with a projector and reduction optics. Silicon 
optical-waveguides with a vertical-bend structure have been fabricated using photoetching　with the 
system and the vertical transmission of light passed through a horizontal waveguide with the bend 
structure has been demonstrated. A multiple beam interference system has been developed and silicon 
surface textures with a grid-like pattern have been formed by photoetching with the three beams 
interference system.

研究分野： 工学
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